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DC プラズマにマイクロ波を吸収させ，高密度プ

ラズマ化することにより超高速 Diamond-Like 

Carbon (DLC) 成膜が可能となった 1)．しかし高密度

プラズマ化が DLC 膜の構造に及ぼす影響について

は未解明である．そこで前報ではプラズマ CVD を

用いて，プラズマ密度が大きく異なる条件下で作成

した水素化非晶質炭素（a-C:H）膜構造の比較を行

い，高密度プラズマ化によって膜中の水素含有率が

減少すると報告した 2)．この結果を踏まえて本研究

では，プラズマの密度を更に高めていくことで膜中

の水素含有率が減少すると仮説をたて，異なるプラ

ズマ密度下で検証を行った． 

成膜時にはチャンバー内に Ar ガスを 12sccm，

C2H2ガスを 60sccm導入し，真空度を 40Paとなるよ

うにした．基材に-700V の負電圧を印加しつつ，高

密度プラズマ化のためのマイクロ波(2.45GHz)を四

水準(0.3kW, 0.6kW, 1.2kW, 1.8kW）のピーク電力で，繰り返し周波数 1kHzで投入した．この際，

基板温度が 350℃で一定となるようにマイクロ波のDuty比をピーク電力が 0.3kWの時は 1～50%，

0.6kWの時は 1～30%，1.2kW の時は 1～15%，1.8kWの時は 1～5%の間で適宜調整し，350℃に達

しない場合はさらに外部ヒーターによる加熱を用いた．また，膜構造の分析結果に温度の経時変

化による膜質傾斜の影響が含まれないようにするために成膜時間内で温度一定の時間が全体の 3

分の 2 以上になるようにした（Fig. 1）．膜構造の分析にはラマン分光を使用した．得られたラマ

ンスペクトルをガウス関数により波形分離をし，G ピークの強度とバックグラウンドを求めた．

そこから文献値に基づいて，膜中の水素含有率 3)を推定した．印加した負電圧とラマン分光法に

より推定した膜中の水素含有率の関係性を Fig.2に示す．プラズマ密度を高めた場合には仮説と反

し，膜中の水素含有率は増加する結果となった． 
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Fig. 1 Temperature history during deposition of DLC 

 
Fig. 2 Hydrogen content estimated from the analysis of 

Raman spectrum of the DLC films as a function of negative 

voltage 
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